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В соответствии с физической моделью изложенной в [1]. 
была решена задача о форме и глубине лунки формируемой 
при нагревании поверхностным лазерным источником двух-
слойного материала. При построении расчетной модели учте-
но, что при графитизации гексагональные плоскости графита 
располагаются параллельно кристаллографическим плоско-
стям (111). Толщина слоя графита, принятая в расчетах, со-
ставляла h=10 мкм. Численные расчеты были выполнены на 
ЭВМ с использованием метода конечных элементов для моде-
ли двухслойного тела "графит-алмаз". При конечно-элемент-
ном решении учитывалось, что графит при достижении 
Т=4200°С испаряется, а алмаз при Т=1200°С графити-
зируется. 
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Полученные результаты показывают, что предложенная 
феноменологическая модель дает возможность объяснить ос-
новные закономерности процесса нагрева двухслойного тела 
"графит-алмаз" и показывает различие в глубине образующей-
ся лунки при направлении лазерного излучения в разных кри-
сталлографических направлениях. Отсюда следует ожидать, 
что глубина получаемых резов при направлении лазерного из-
лучения вдоль кристаллографических осей третьего порядка 
будет больше, чем в случае, когда ось лазерного излучения 
параллельна оси четвертого порядка при одних и тех же пара-
метрах лазерного излучения, условиях фокусирования и ско-
ростях перемещения лазерного луча. 

Таким образом, рассмотренная теплофизическая модель 
системы "алмаз-графит" при лазерном воздействии предска-
зывает различие в производительности обработки алмаза в 
разных кристаллографических направлениях. Этот результат 
подтверждают экспериментальные данные. 
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